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※概要（Summary ）： 

Si流路を加工する為に、フォトリソ工程に関する各種

装置操作方法を教わり、各自操作した。（１日実習） 

 

※実験（Experimental）：  

利用装置 

・基板洗浄装置：1H 

ウェハスピン洗浄装置 

㈱カナメック 製  

＜チャンバー内部の写真＞ 

 

・厚膜レジスト塗布装置：1.5H 

 厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置 

 ズース・マイクロテック㈱ 製 

 

・紫外線露光装置：2H 

 ＭＡ6 

ズースマイクロテック㈱ 製 

 

・レジスト現像装置など：1.5H 

 有機現像液型レジスト現像装置 

 ㈱カナメックス  

使用ウエハー 

・φ４インチ Siウエハー 

使用フォトマスク 

・200μm幅テストパターン流路（KRI持参） 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

フォトリソ工程の各種装置の操作方法をある程度習

得できた。基板洗浄装置、厚膜レジスト塗布、レジスト

現像装置については、ほぼ操作方法を習得した。 

紫外線露光装置に関しては、特に両面露光の光軸合わ

せの理解度が低く、もう１度実習が必要。 

 

※その他・特記事項（Others）： 

・今後の課題 

 フォトリソ工程の装置操作方法及びプロセス条件 

等を完全に理解・マスターしてから、Si流路設計検討を

おこなう。 
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